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Vu les articles L712-1 a L712-6 modifiés du code de |’éducation

Vu I'article L712-6-1 modifié du code de 1"éducation

Yu Varticle L719-7 du code de 17 éducation

Vu I'avis de la Conmission Formation et Vie Universitaire du 13 janyier 2021

Te Conseil d° Administration de U'université Jean Monnel réumi le 29 janvier 2021 :

ACTE ADMINISTRATIF
Acte 15/2021

QUESTIONS RELATIVES A LA
FORMATION

{Création de Formation

Le Conseil d*Administeation approuve la erdalion de deux Diplémes d”Universite.

s DU Imaging Technelogies for eXtended Reality parcours international du Master GIVM
¢ DU Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies

Documents annexes,

-tlenne le 4 février 2021
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DU — Imaging Technologies for
eXtended Reality

(Parcours international du Master OIVM)

Dipléme d’Université |:| Dipl6éme Inter Universitaire

D Autres (Attestation, Certificat, Préparation concours)

|:| Renouvellement avec modification B4 Création

Intitulé : Master Imaging Technologies for eXtended Reality (ITXR)

UFR ou INSTITUT de rattachement : Telécom Saint-Etienne

Universités partenaires (pour les DIU) :

Responsables pédagogiques (Noms et courriel) :

Fhilippe Colantoni, MCF. philippe.colantoni@univ-st-etienne.ir

Alain Trémeau, Prof. alain tremeau@univ-st-etienne.fr




Elémerits de contexte :

Le Master Imaging Technologies for eXtended Reality (ITXR) est un parcours du Master Optics Image Vision
MultiMedia visant 2 former des experts haulement qualifiés dans les domaines de Fimagerie (traitement d'images et
vision parordinateur), I'apprentissage automatique (analyse des données, machine et deep learning), la
maodelisation et les calculs d'apparence {interactions umigre/matiere, apparence des matériaux et visualisation 30)
et des technologies de la réalité augmentée [XR) [réalité virtuelle, realité augmentee at réalite mixte). L'originalité de
ce programme est de montrer commient les technologies de I'imagerie peuvent &tre mise en application dans le
catre de la réalite étendue.

Ce Master est |i&, pour sa premiére année, aux Master of Science Imaging and Light in Extended Reality [IMLEX] et au
Master Phiotonics for Security Reliability and Safety (PSRS) et falt partie de la MANUTECH SLEIGHT Graduate School,

L'ensemble des cours de cette formationsont réalisés en anglais.
Durée du programme/ Langue d'enseignement - 2 ans / anglais (10085,

Mobilite: U'internationalisation de |a formation, et |'utilisation de |a langue anglalse sant des aléments clés du
développement personnel et profeszionnel de I'étudiant, apportant une réelle valeur ajoutée & cette formation,

Perspectives professionnelles :

Le MMaster ITER forme des spécialistes qui peuvent prétendre a des postes dans I'industrie mais aussi en recherche et
développament. Les themes abordés par ce master (vision et apprentissage par ordinateur, simulation d’apparence,
réalité étendue) et les enselgnements en anglais permettent de prétendre & des postes natianaux et internationaux
dans |es domaines de |'industrie 4.0, de |a société 5.0, du jeux video, des applications mobiles, etc. avec des carrieres
‘d'ingenieur de recherche, de conseiller scientifique, de consultant, de responsable du développement commercial
technique, de coordinateur recherche et développement, de manager technologique, ete,

Obijectifs :

ITHR est un Master géré par Télécom Saint-Etienne qui fait partie de 'EUR MANUTECH SLEIGHT, || propose une
approche innovante combinant les technologles d'imagerie et la réalité étendue et vise 3 former des experts
hautement gualifiés dans les domaines sulyants

o Computational Imaging {image processing and computer vision)

¢ Machine Learning (data analyzis, machine and deep learning)

e Computational Appearance (Light Matter Interaction and Materials Appearance: from physics to realtime 3D
visualization)

ITHR propose un programme pédagogique qui permet aux etudiants d'acquerir, au cours du premier semestre, des
compétences fondamentales en programmation, imagerie, analyse de données et dispositifs dédigs & la réalité
etendus. Le second semestre est consacre a I'étude de themes lies 3 'imagerie numeérigue (traitement d'images et
vision par ordinateur], 3 l'apprentissage automatique et profond ainsi qu'a la visuallsation 30 et des données,

La deuxiéme année de ce master vise a mettre en pratigue toutes les compétences acquises ayec un troisieme
semastre consacré 3 des cours spécialisés dans les domaines suivants @ Mise en ceuvre dapplication, éclalrage,
apparence des matériaux et-vision par ordinateur, tous appligués 3 [a XR. Le dernier semestre est consacre 3 un stage
avec rédaction d'un mémolire de master,



Publics cibles {a qui s’adresse le DU ?) :

Cette formation s'adresse pour sa premigre annge & un public varié d'&tudiants frangals et &trangers (europden et
non européens). Il est aussi accessible & des etudiants en école d'ingénleur [TSE, ENISE et autres) guiont la
possibilité de le suivre 3 partir de sa seconde année (avec |a réalisation d'un stage en lien avec les domalnes d'ITXR).

Public concerné ¥ Formation initiale

[0 Formation continua

Capacité d'accueil Minimum : 5 Maximum : 15
_Eﬁmiérg_e_mnée
Capacité d'accueil Minimum : 5 Maximum : 25

Seconde année

Pré-requis pour I'entrée dans la formation :

Niveau d'entrée minimal [] Bac/miveau Bac [ |Bac+l [ |Bacs2 M pac+3

[] Bac+4] | Baces] | Bac+6 & +

Cycle [] iereycle M 2 cycle [J3ecycle

Modalités d’entrée en formation (Conditions d’inscription) :

Le processus de sélection se compose de 5 étapes:

1/ Létudlant falt acte de candidature en soumettant sur le serveur de candidature de 'UIM un dossier
composée d'un CV, d'une lettre de motivation, d'une copie numérigue de passeport, des copies des diplémes
et relevés de notes du premier cycle, de 2 lettres de recommandations académiques et/ou professionnelles.
Tous les documents sont 2 présenter en anglais {ou traduction certifiée) et en format pdf.

2/ L'UIM s"assure que le candidat demontre des prérequis académiques et répond aux conditions
d"éligihilite :

= Validation d"un premier cycle universitaire (ou équivalent & 180 ECTS) en physique, mathématiques,
informatique ou toute autre diseipline lige 4 'optique ou photonigue;

¢ Validation des connaissances fondamentales en mathématiques et informatique;

« Maitrise fonctionnelle de I'anglais, soit @ minimo le niveau B2 du cadre européen commun de
référence {ou éguivalent) sur |a base de la lettre de motivation, (Les capacites de compréhension et
d'expression orale seront par la suite systematiquemeant évaludes lors d'un entretien a distance ; un
niveau d'anglais jugé insuffisant peut conduire seul au refus de la candidature.)

e Respect du calendrier de la campagne de recrutement

s Authenticité, exhaustivité, certification et traduction des pieces du dossier,

¢ Absence totale de discriminations liées a la nationalité, au sexe, a I'dge, a la condition physique et au
handicap.



3/ Les candidatures éligibles sont pré-évaluées par les responsables pédagogiques du Master, cette pré-
evaluation daorne lieu a une note sur 5 points (5 Excellent, 4 Trés bien, 3 Bien, 2 Satisfaisant, 1 Moyen, O
Insuffisant). Une atteéntion particuliere est portée afin gue tous les évaluateurs partagent une vision
commune des critéres et de |a correspondance entre niveau et échelle d’evaluation).

Critéres de sélection :

Critéres Pandeération
Excellence académique 70%
GRA 5046
N Pertinence du cursus pa-r rapport au prérequis attendus 20%
Expérience = 30%
Expériahces professionnelles, conduite de projets et expériences intemationales 10%
Recommendations (académigues ot professionnelles) 104
Motlvation personnelle (lettre de motivation) - 10%
Mivead d'anglais; expression crale et écrite discriminant

4/ Les meilleures candidatures {ayant obtenues une note supérieure a 3.5 /5 lors de la pré-evaluation) sont
selectionnees lors de plusieurs réunions réalisées avec le directeur de la formation de TSE.

5/ Une wvérification administrative de I'authenticité des piéces-jointes (authenticité des diplémes, caontact
des reférents académiques) est conduit en paralléle 3 ce processus.



Organisation de la formation :

Durée d'études [ ] 1an Zans | |3ans [ ]Autres (préciser) :
Calendrier de la | Début d'enseignement | Septembre
formation Fin d'enseignement duin
Periode d'examen Contriile eantinu
Equipes Nom/FPrénom Matidre enselgnée
pédagoglgues
51 Enselgnants-chercheurs UM Cours abligatoires de 30 ECTS
Hubert Kanik Digital Image Processing and Analysis {5 ECTS)
Fhilippe Colantan| Algerithmiic and Pragrammiing fevel 1 (5 ECTS)
Fhilippe Colantoni Algorithmicand Programiming level 2/{5 ECTS)
tare Sehban, Levgen Redho Data analysis (5 ECTS)
Philippe Colanton| Iraging sensors and XR devides (3 ECTS)
Emrmanuel Marin Introdusllon te Matlab level 1 (1 ECTS)
Emmarnuel Marin Intreduction to Matiab level 2 (1 ECTS)
Alain Trémeau Color and spectral [maging {5 ECTS)
Equipes Momy/Prénom Matidre enselgnée
padagogingues )
52 Enseignants-chercheurs UJW Cours obligatoires de 30 ECTS
Philippe Cotanton| Real-time 30 Visualization |5 ECTS)
Philippe Colantani Real-time processing of Image with GPU (5 ECTS)
Philippe Colantoni Complex Computor Rendering Methods in Real Time (6 ECTS)
Aminury Habrad, Marc Sebiban Machine Learring: Fundamentals apd Algorithms (5 ECTS)
Darriien Muselel Deep Learning And Computer Vision (6 ECTS)
CILEC lapaness o French language course (3 ECTS)
Equipes Nam/Prénom hatiare enselgnés
pedagogiques Stage facultatif en entreprise ou en E_-}.qﬁérlem:e prafessionnelle de [Uin & aolt
laboratojre
Eaqulpes MNom )/ Prénom Matiéra ansel Enée
pedagogiques 53 Enseignants-cherchaurs UM at Cours chligatoires de 12 ECTS
EMISE
Clermentine Didier, Guillaurme Lavous implementation of extended reality applicatlons (6 ECTS)
Alain Trémaau, Philippe Colantoni Rescarch Project (5 ECTS)
Coursau chobude 18 ECTS (3 cours & cholslr sur 4 disponibles)
Alaln Trémeau Waterial appearance n XR (G ECTS)
Eric Dinet Lighting and visual perceplion In ¥R (6 ECTS)
Clémentine Didier, Guillaume Lavoug Sensofy enginegting {6 ECTS)
Christophe Ducottet, Olivler- Alata Computer vision for XR {6 ECTS)
Equlpes Nam/Prénom MatiEre enseignée
PEdAEOBIqHEs Master Thesls (stage minimum 20 semaines, 30

%4 - Stage (encadré par un enselgnant
chercheur di | UM

ECTS})




Volume horaire total de la formation :

s 274 heures en présentiel & I'UIM au semestre 1 {Septembre a Décembre),
m 241 heures en présentiel & UUIM au semestre 2 (Janvier a luin),

e 374 heures de présentiel 2 I'UIM au semestre 3 (Septembre a lanvier),

m 20 semaines minimum de stage au semestre 4 (Février 3 Ao(t).

Modalités d’obtention du diplome

Session de rattrapage | Cul |__:| Non  Période : janvier/février et juin/juillet
Intitulé de Pépreuve Nature de |'épreuve I?!.lree de Coetficiant
I'éprauve
Ecrit Oral Continu
| 12 session B i
Tous les modules [hormis cours de langue) X % 3h De2d12
] Cours de langue X s 1h 2ous
Session de raitrapage
Tous les medules (hormis cours de langue + X X 3h De2312
cours dépendant du Master informatique LHIM)
Cours de langue X X 1h 2ou5

Condition de validation du dipléme

{ex : le candidat doit avoir obtenu la moyenne a
I'ensemble des épreuves ou la moyenne &
chaque LIE pour valider son dipléme....)

L'ebtention du Master OIVIM (60 ECTS valide en M1 et 60
ECTS validés en M2) entraine automatiguement a
validation du D.U.

| Modalités de contréle des connaissances de la
session de rattrapage
(preciser si identigue ou différentes)

Identigues.

Production d'un mémoire (mémoire de stage)

Eﬂul [ INon

Production d’'un rapport

Tarifs de la formation :

[ Joui [X]Non

Les frais habituels des Master auxquels s'ajoutent des frais de 500 eurcs spécifiques & cette formation, prélevés par

["UIM au titre du Master ITXR,

Portage et contacis :

= Epseignants référents ; Philippe Colantoni et Alain Trémeau
®  Suivi administratil et scolarite : Sylvie Spery



Adopté au Conseil de
Télécom Saint-Etienne

Adopté au CEVU du

Approuvé au CA du
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DU — Radiation and its Effects on
MicroElectronics and Photonics Technologies

(Parcours international du Master OIVM)

Dipldme d’Université D Diplome Inter Universitaire

\:| Autres (Attestation, Certificat, Préparation concours)

D Renouvellement avec modification 9 Création

Intitulé ; Master Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics
Technologies (RADMEP)

UFR ou INSTITUT de rattachement : UFR Sciences et Technigues

Universités partenaires (pour les DIU) : Université Montpellier (UM), France,
Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgique, University of lyvaskyla (JYU),
Finlande.

Responsables pédagogiques (Noms et courriel) :

Sylvain Girard, Prof. sylvain.girard @univ-st-etienne.fr

Arto Javanainen, Ass, Prof. arto.javanainen@jyu.fi

Paul Leroux, Prof. paul.leroux@kuleuven.be

Frédéric Saigné, Prof. frederic.saigne@ies.univ-montp2.fr

Eléments de contexte :




Le mastet RADMEP (Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies) est un
parcours du master OINVM qui a été labélisé en Julllet 2020 dans le cadre de 'appel a projets « EMIMD 5. ||
est accrédité par 'EACEA pour une durée de 72 mois {soit une annee preparatoire suivie de 4 promotions a
partir d’aolit 2021).

A défaut de pouvolr délivrer un dipléme de Master joint ou guatre dipldmes de Master nationaux dont
lintitulé correspondrait & l'intitulé de la formation RADMEP, les porteurs de ce dipléme souhaitent delivrer
un DU intitulé « Master RADMEP », de facon gue les étudiants concernés disposent d'un dipléme dont
l'intitulé soit le méme que celul labélise par '"EACEA,

'ensemble des cours de ce master seront dispensés : 8 YU au semestre 1, 3 KUL au semestre 2, et a ["UM
ou UM au semestre 3. Une partie des cours dispensés a I'UIM sera mutualisee avec les deuy aulres
parcours du master QIVM (SISE, PSRS), Les heures d'enseignement specifiques a ce master dispensees hors
Ul seront 3 1a charge des partenaires de ce master, Les heures d'enseighement specifiques @ RADMEP et
dispensées a I'UJM seront financées par les crédits « Erasmius+ RADMEP » alloués a I'UIM,

Ce nouveau parcours RADMEP offrira un programme multidisciplinaire et innovant couvrant les interactions
entre les radlations, |a microélectronigque et la photonigue, deyx technologies identifiees comme clefs pour
I'avenir de I'Europe. L'objectif de RADMEP est de former les étudiants 3 ces technologies avancees, en
falrnissant des méthodologies et en introduisant des applications pratiques pour leur mise en ceuvre dans
divers envirannements naturels ou artificlels riches en radiations. Le master RADMEP a deux ohjectifs : |e
nremler est d’améliorer les perspectives de carriére de ses diplomeés, le second de répondre aux besoins de
I'industrie, des agences étatiques en experts interdisciplinaires dans cette thematique,

Le prajet st porté par une équipe pédagogique commune aux guatre universiies partenalres qui offrent une
complémentarite académigue et scientifigue.

Le contenu pédagogique du programme, les modalités d'enselgnement et du controle des connalssances
ont été définis et arrétés en commun par les guatre responsables pédagoglques,

Durée du programme/ Langue d'enseignement: 2 ans / anglais (100%),

Mobilité: Semestre 1 a Jyvaskyla (1YU), Semestre 2 & Louvain (KUL), Semestre 3 a Montpellier (UM} ou Saint-
Etienne (UJM), Semestre 4 consacre au stage de master. Le stage pourra se derouler soit chez ['un des 4
partenaires academiques européens, soit chez I'un des 35 partenaires associes academiques, étatigues ou
industriels, soit n'impaorte ou.

La maobllité étudiante, I'internationallsation de la formation, et 'utilisation de la langue anglaise sont des
&léments clés du développement personnel et professionnel de |'étudiant, apportant une réelle valeur
ajoutée a cette formation,

Perspectives professionnelles |

Ce master &t pensé avant tout pour répandre & un déficit d’experts dans deux secteurs identifiés comme
cruciaux par la communauté européenne (photoniguie et microglectronique), Les diplames serent
spécialisés dans [a recherche appliquée visant a une integration de ces nouvelles technologies dans des
environnements radiatifs (spotial, démantélement, médical, aéronautique, automobile, nucleaire., ), Ce
constat est largement partage par nos partenaires industriels, étatiques et a eté documente par une étude
d'cpportunité, qui révéle un important besoin dans plusieurs secteurs porteurs (en particulier en Europe
pour le spatiol (New Space)), et donc un important vivier d’emploi pour nos futurs étudianis a court et
moyen terme. En particulier, la structuration de ces activités en Europe sera coordonnée outre via RADMEP
via le projet INFRAIA RADNEXT (2021-2025) pilote par le CERN qui regroupe la guasi-Intégralité des acteurs
du nucléaire en Europe et représentera une formidable opportunité pour les etudiants de RADMEP. Les
quatre universites JYU, UM, UM et KUL sont membres de RADMNEXT et assurent également un réle trés
important dans son pilotage,



Lintégration professionnelle des dipiomés représente doric la raison d'étre et le fondement strategigue (eu
ggard & |a stratégie partenariale, la mobilité; le contenu et les modalités pédagogiques) de ce Master. Ainsi,
RADNMEP a5t soutenu par les principauk acteurs et employeurs du domaine | CEA, ORANO, Fusion Far Energy,
CERN; Alrbus, Thales, CNES, Qinetig, OMNERA, Centre Spatial de Ligges, Mirion, INTEL, AMS AG, Caeleste,
Frautihofer, iXBlue, 3DPlus, IMEC, EASICS, TRAD... Le souci de former les experts dont l'industrie a besoin (et
par 12 méme d'ceuvrer 3 12 meilleure intégration professionnelle possible), s'exprirme par de nombreux
aspects de |a formation proposée ; participation structurelle du monde industriel a |'élaboration dli
curriculum et au contrdle qualité de la farmation ; implication de professionnels dans la délivrance des
enseignements et dans |'évaluation de la performance des étudiants ; stage obligatoire de préférence daps
I'ndustrie ou en agence ; développement de compétences dites horizontales {via le travail en équipe
interculturelle, compétences linguistigues) ; mise en relation constante entre etudiants et monde
professionnel via le développement de cours dédiés aux études de cas industriels, d'évenements de
réseautage (un warkshop par trimestre, |e dernier ayant liel au CERN), de tutorats,

Une attention particuliére sers en outre consacrée a [a collecte et  "analyse de données surle devenir des
diplémés et dont les conclusions donneront lien a des actions concretes de developpement.

Objectifs :
= (Objectif global de la formation

RADMEP vise 3 former une nouvelle génération d'experts de haut-niveau, ayant des competences
avancées en effets des radiations sur les technologies avancées de la microélectronique et de |a
photonigue. Les deux spécialltes offertes portent sur un approfondissement de ces connaissances spit
dans le domaine de la microélectronigue (UM), soit dans le domaine de la photenigque (UJM).

RADMEPR est une formation portée par 4 unlversités eurgpeéennes, 35 partenaires assoclés en Europe et
dans le monde, des universités, de la PME au groupe international, dans des secteurs innovants et a forte
croissance,

Les objectifs institutionnels liés 3 RADMEP font &cho a 3 priorités stratégiques;

s Lz formation d'un consortium européen, reconnu pour son excellence académique, coordonne
par I'UIM, spécialisée en effets des radiations sur les matériaux, composants et systemes
optigues et photoniques reposant sur une complémentarité, une synergle et des transferts de
connaissances et de compétences entre 4 partenaires académiques européens;

o 'offre d'une formation professionnalisante, dédiée & des besoins nouveaux emanant de
I'industrie, des agences étatiques et visant & terme une pérennité financiére portee par un
partenariat public-privé innovant ;

s La formation d'un réseau d'experts et d'utllisateurs visant a identifier la communaute des effels
des radiations comme un secteur d'application clef des technologies photoniques et
microélectronigques.

La valeur ajoutée de RADMEP pour le projet d’établissernent de I'UIM se décline sur de multiples
niveaux: contribution a 'intensification de l'internationalisation des formations {mobilités entrantes
et sortantes des étudionts, des enseignonts-chercheurs et des personnefs administratifs) ;
rayonnement européen et international de I'UJM ; investissement dans un processus d'assurance
qualité de haut-niveau ; innovations pédagogiques ; politique de bourses permettant d'attirer des



étudiants de haut-riveau : valorisation de |a recherche et développement d'un réseau d'industriels
proactifs ; Investissement dans notre capacité a suivre et extralre de I'Information utile sur
I'intégration professionnelle de nos diplémés.

Objectifs pédagogiques

Dispenser aux étudiants concernés des cours de master qui allient a la fois des principes théoriques,
conceptuels, et des aspects pratiques, applicatifs, D'od un nombre important de projets, de seances
de travaux pratiques et d'exercices applicatifs. L'utllisation de nouvelles pratiques pedagogigues
actives sera encouragée.

La plupart des cours dispensés a Saint-Etienne seront effectués par des enseignants-chercheurs
experts du domaine (membres du Laboratoire Hubert Curien UMR 5516), aux cotés de professionnels

issus de partenaires tels que [Xblue, ORANC ou le CEA.

Publics cibles (a2 quis’adresse le DU ?) :

Cette formation s'adresse principalement { au moins 75% du recrutement) a des étudiants non européens.
75% du recrutement concernera des étudiants européens au sens Europe étendue. Les étudiants Francals
(lssus de 'UIM ou d'autres établissements) seront évidemment les bienvenus, mais lls constitueront une
minorité: Ces % ont été définis par |'EACEA pour les programimes |labélisés Erasmus+ IMD.

Public concerné

& Formation initiale

[0 Fermation continué

Capacité d'accueil

Minimum : 5 Maximum ; 25

Pré-requis pour I'entrée dans la formation :

Miveal d'antrée minimal

D Bac/Miveau Bac|_|Bac+l [ |Bac+2 E Bac+3

[ Bac+al | Bacts[ | Bac+6 & +
Cycle ] 1&r eycle Ze cycle [ ]3e cycle

Modalités d'entrée en formation (Conditions d’inscription) :

Les critéres d'éligibilité puls de sélection sont communs aux 4 partenaires europeens ; la selection est
coardonnée par 'UIM mals implique activement les 4 partenalres, Le processus de selection se compose de

5 étapes :



1/ L'étudiant fait acte de candidature en soumettant sur le serveur de candidature de I'UIM un dossier
compose d'un CV, d'une lettre de motivation, d’une copie numeérique de passeport, des copies des diplomes
et releves de notes du premier cycle, de 2 lettres de recommandalions académiques et/ou professionnelles,
d’'un certificat de residence avec un document recensant I"historigue de domicile des 5 dernigres annees
(critére indispensable pour attribution des bourses EMIMD), de la syntheése des projets de recherche et/ou
publications s'il v a lleu, Tous les documents sant & présenter enanglais (ou traduction certifiee} et en format
pf.

2/ U'UIM s'assure que le candidat démontre des prérequis académiques et répond aux conditions
d’éligibilité :

s Validation d¢’un premier cycle universitaire (ou équivalent 3 180 ECTS) en physigue,
microélectronique, phetoniques...;

e Walidatlen des cennaissances londamentales en physique, physique des semi-conducteurs,
electronigue;

e Maitrise fonctionnelle de I'anglais, soit ¢ minima le niveau B2 du cadre europeen commun de
référence (ou éguivalent) sur Ia base de la lettre de motivation. (Les capacités de compréhension et
d'expression arale seront par la suite systématiquement édvaluées lors d'un entretien & distance ; un
niveau d'anglais jugé insuffisant peut conduire seul au refus de la candidature.) ;

# Respect du calendrier de la campagne de recrutement ;

= Authenticité, exhaustivitd, certification et traduction des pieces du dossier.

s Absence totale de discriminations liées a la nationalitg, au sexe; a I'age, a la condition physigue et de
handicap.

3/ Les candidatures éligibles sont pré-évaluées par deux membres du Conseil académique du Master, cette
pré-évaluation donne lieu & une note sur 5 points (3 Excellent, 4 Trés bien, 3 Bien, 2 Satisfalsant, 1 Moyen, 0
insuffisant). Une attention particuliere est portée afin gue tous les evaluateurs partagent une vision
commune des critéres et de la correspondance entre niveau et échelle d'évaluation),

Critéres de sélection :

Critéres Pondération
* Excellence académique 50%
D Reconnaissance de |'établissernent d'arigine / reconnaissance du premier 16%
diplome
GPA 20%
Pertinence du cursus par rappart au prerequis attendus 20%
. Expérience 50%
Experiences prﬂfessinnneﬁés. conduite de projets et expériences 20%
internaticnales
Recommendations (academigues et prﬂféﬁsinnnellES] 10%
Mativation personnefle (lettre de motivation) I 20%
~ Niveau d'anglals: expression orale et écrite discriminant




4/ Les meilleures candidatures {ayant obtenues une note supérieure a 3.5 /5 lors de la pré-éyvaluation) sont
modérées par les responsables académigues des 4 universités europeennes et évaluées a nouveau sur 5
points par 2 autres membres du Conseil académique. Les mé@mes critéres et pondérations sont appliq Lés,

5/ La sélection finale est conduite, actée, puls rendue publigue lors ¢'un Conseil académique réunissant les
4 partenaires universitaires européens sur |a base de la moyenne des notes de I'evaluation et de 'entretien.

Une vérification administrative de I'authenticité des pidces-jointes {authenticite des diplémes, contact des
référents académigues) est condulit en paralléle A ce processus.

LInscription définitive {administrative puis pédagogique) est en outre inféodée 4 la signature d'un Contrat
Etudiant {« Student Learning Agreement ») détaillant les droits et devoirs de I'étudiant.

Organisation de la formation :

Durée d'etudes D lan Z-ans [:| 3ans [:] Autres (préclser) :

Calendrierdela | Début d'enseignement | Aodt

formation | Fin d'enseignement Juin
Période d'examen Contréle continu
Erjuipes Nnm}' Prénom Matlére enseignée
pedagogigues
51 Enseignants-chercheurs Il Cours obligatoires de 22 ECTS

51: Applied Semiconductor Physics [5)
51: Electron, Fhotan and lon Beam Methods (b Materials
Soience [5)
51: Measuring Techniques (5]
51 Nurmereal Methodsin Physics (4)
§1: Waorkshap #1: Basics of Radiation Environments-and
Challenges related to radiation effects (3}
Cours optionnels & ECTS

51 Electranics part A{4)
51 Electronics part B (4]
51: Electronics Workshiop (2)
£1: Nuclear Physics [8)
S51: Flasian and Its Appllcations (5)
si. Systematic Information Seeking (1)
S1¢ Creating Careers (1)

Cours praposés hors programme obllgatalie

&1 SUrvival Finnish (2)

51/ Each-one-tgach-one [Finnish) (3}

E-Learning Module!

51! Academic Reading /Supplemontary Modulz (23
51; E-Learning Medule: Academic Vocabulary (2]

| S1: E-Learning Module: Grammar far Writing {2)

nom/Prénam Matiére enseignée




Equipes 52 Enselgnants-chercheurs KUL Cours obligatolres de 22 ECTS
pedagogiques 52 @ Analog CMOS design (3}

52 ¢ Embedded systems (5)

52 Ethies{1)

52 : Digitai ehip design {4)

52 v Analog and mixed sighal chip design and image sensors (B)

52 Warlshop #2: Basits of Phatonics Technologies and Thair

use |n Harsh Enviranments{3)

Coursoptionnels @ ECTS

52 Machine Learning (4

521 Big Data (4}

52 Radiation to electronlcs project (4)

52 RF and FLL Design (4)

52: Digltal Slgnal Processing (4)

Caurs proposeés hors programme obligatoire

52+ Survival Dutch (3)

Equipes Mom/Prénom Matisre enseignée

pédagogiques

Stage facultalll en entreprise ouen laharatoira

52 1 Expérlence professionnelle de [uin & aolt (10
ECTS hors programme obligataire]

Equipes Mom/Pranom Matiare anseignéa
pédagogiques’ £3 Enseignanis-chercheurs UIM Cours-abligatoires de 22 ECTS
MEYER Armalid 53::Optlcal Engineering (2)
OUERDANE Youcsf 53 Laser Fh'l,.lsl.cg-{dj
GIRARD Sylvain 53 Advanced Photanic and Gfpmelectr::nir Technologles (3)
BOUNENTER Azlz 53| Rad|ation Effects on Photonic and Optoe|actronic
MORANA Adriana Technologles{5)
MAHIN EmrnaI'ILIE'J 53 PhDTUniﬁE'Lﬂhi {E:I
FOLIARD Stephane 531 Workshop #3; @CERN Simulation tools for Rad(ation-Matter
PESTOUCHES Nathalle Intaraction and radiation effectson materlals, compoenents and
STAIAN Razvan systems (3]
Cours optionnels 8 ECTS
53 : Digital Innovation snd Entreprensurship (3]
s3 : Scientlflc Methodology and Project Management (3}
52 Radlation to Photonles Project {2)
53 Aralytical Instrumentation for Detection (3)
Cours proposes hors programmea abligatolre
53 ¢ French or English language and culture (5)
Equipes Nom/Prénom Matiore enselgnée
pedapgogigues [

53 Enselgnanis-chercheurs UW

Coursobligatoiras de 20 ECTS

53 - Radiation and Rellabllity of Electronics for transporl, space
and nuclear [3)
53 Tast and rellzbllity of Integrated Circuits and Systerms (5]




531 Industrial togls and methadologles for davice guallfication for
space flssions  (3)
53 Embedded electronies and wireless communications [6]
53 Workshop #3:; @CERN Simulation Lools for Radiation-Matier
Intaraction and radiation effects on materials, campenents and
systems{3)

Cours optionnels de 10 ECTS
53 ; Digital Innovation and Entreprenaurship (5)
53 ¢ Acoustlc sensars with associated systems (5
53 : Optical and Thermal Sensors with asseciated systems (5)
53 : Systams on Chip and Embeddad systems (5

Couts proposés hors programme obligatoire

53« Fralich language ant culture |5)

[ Equlpes Mam/Prénom

Matigre anseignee

pedagoginueas

cherchalr di FUIn, UM, KUL g YD

Eage de recharche [encadré par un ﬂnséignant

541 Waster Thesis (30 ECTS)

Volume horaire total de la formation :

= 324 heures en présentiel 2 JYU au semestre 1 {Septembre a Décambre),

= 324 heures en présentiel & KUL au semestre 2 (Janvier a Juin);

» 324 heures de présentiel a I'UIM ou UM au semestre 3 (Septembre a lanvier),
s mois de stage au semestre 4 (Janvier a Ao(t).

Modalités d’obtention du dipléome :

W oui

Session de rattrapage

D Non

Période : janvier/février et juin/juillet

Intitulé de I'epreuve Ratite deearcuie I?uree o Coefficient
I'épreuve
Ecrit Oral | Continu
1% session
Tous les modules (hormis cours de langue) b3 ¥ 2h De2a8 |
Cours de langue i X 1h 2o0ub
Session de rattrapage
Tous les modules (hormis cours de [angue) X b 3h De2a8
Cours de langue b b 1h Zous

| Condition de validation du dipléme
fex : le candidat doit avoir obtenu la moyenne a
I'ensemble des épreuves ou la moyenne a

Uobtention du Master QIVM (60 ECTS validé en V1 et 0 |

chague UE pour valider son diplome....) |

ECTS validés en M2) entraine automatiquement |a
valldation du D.U.




Modalites de controle des connaissances de la | Identiques
session de rattrapage
(préciser si Identigue ou différentes)

Production d'un mémoire [mémoire de st-age} Oui | INon
Production d’un rapport | |Oui DdNon

Tarifs de la formation :

Les frais specifiques (intitulés « participation costs ») de cette formation prélevés par 'UIM au titre du
consortium RADMEP sont de : - 9000 euros par an pour un &tudlant « non européen » ; - 4500 eurgs par an
pour Un étudiant « européen » ou « résidant en Eurepe» ; - 1000 euros par an pour tout étudiant ne
bénéficiant pas d'ure bourse Erasmus+ JMD et se voyant attribuer une « bourse au metite » sous |a forme
d’une réduction de frais dinscription par le comité de sélection de I'ENMIMD RADMEP, Conformément aux
directives de I'EACEA, le distinguo entre la catégorie « non-européen » et la catégorie « européen » se fera
selon les modalités décrites dans le document sulvant (pages 24-26):

kttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide en.pdi

Conformément aux directives de |'EACEA ces frals spécifiques incluent : ensemble des droifs nationaux
requis par chague partengire, dont les drolts nationaux frangais (inscription principale en master O,
auxguels se rajoutent [a CVEC, la MPU et la BU, |a securité sociale et une assurance avec couverture integrale
en France-eten Europe.

Le plein tarif est acquitté par subvention de |'Union Européenhe pour les boursiers ERASMUS +

Portage et contacts :

s Enseignant : Sylvain Girard
®  Responsable administratif | Thierry Terrat
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